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                                    Įvadas 
Paruošiamieji technologiniai procesai 
Medžiagų klasifikacija :  
a)paprastos (elementarios) ir sudėtingos (elementų junginiai) medžiagos, 
b)pradinių medžiagų formos(polikristalai, milteliai, skysčiai, dujos), 
c)medžiagų pavojingumas žmogui ir aplinkai. 
Technologinės terpės, technologinės patalpos. 
Amorfini ų ir polikristalini ų medžiagų gamybos technologijos: 
a)amorfinių medžiagų gamybos būdai: lydalo greito šaldymo metodas, joninis-plazminis ir terminis 
nusodinimas ant atšaldytų padėklų, lazerinio lydymo metodas; 
b) polikristalinių medžiagų sintezė: tiesioginiai procesai(elementų sintezė), netiesioginiai procesai 
(sintezė iš cheminių junginių). 
Kristalografijos įvadas. 
Monokristalų auginimas: 
a)užuomazgų kristalizacija,b)kristalizacija iš garų fazės,c)kristalų auginimas iš tirpalų (izoterminė ir 
izohidridinė kristalizacija),d)monokristalų augimas iš lydalo : 
kristalizacija su dideliu lydalo tūriu (Kiropuloso, Čiochralskio, Stokbargerio-Bridžmeno metodai), 
kristalizacija su mažu lydalo tūriu (Verneilio metodas, zoninis lydymas). 
Monokristalini ų padėklų gamybos technologija. 
Nanoporėtos medžiagos. 
Darinių formavimas 
Skystinė epitaksija. 
Plonųjų sluoksnių gamybos technologijos.  
Fizikiniai plonųjų sluoksnių gavimo pagrindai. Kristalizacijos varomosios jėgos. Fizikiniai (PVD) ir 
cheminiai (CVD) ivairių medžiagų plonųjų sluoksnių nusodinimo metodai. Vakuumo ir padėklo 
vaidmuo plonųjų sluoksnių technologijoje.Plonųjų sluoksnių gaminimas šiluminiu išgarinimu, 
joniniu plazminiu dulkinimu bei lazeriniu garinimu (procesų fizikiniai pagrindai, privalumai ir 
trūkumai). Bendrieji plonųjų sluoksnių susidarymo dėsningumai. Plonųjų sluoksnių struktūra ir jos 
ryšis su technologija. Garinės monokristalinių sluoksnių gaminimo technologijos (dujų pernešimo 
reakcijos uždarame bei atvirame reaktoriuose. Metalo organinių junginių (MOCVD) technologija 
plonųjų sluoksnių gamyboje Molekulinio pluoštelio epitaksija (MBE) - vienas moderniausių 
epitaksialinių sluoksnių gamybos metodų.. Daugiasluoksniai dariniai. Plonųjų sluoksnių gamyba in 
- situ bei ex - situ. Plonieji metaliniai, puslaidininkiniai, dielektriniai bei organinių medžiagų 
sluoksniai, jų vieta šiuolaikinėse technologijose. Plonųjų sluoksnių konfigūracijos formavimo 
metodai: užgarinimas per metalines kaukes, piešinio formavimas įvairiais litografijos metodais 
(fotolitografija, elektrono - bei rentgeno spindulių  litografijos).Plonasluoksnių nanodarinių reikšmė 
šiuolaikinei technikai. Jų gamybos ypatumai. 
Keramikų gavybos technologijos.  
Keramikų mikro ir nanostruktūros. Porėtosios keramikos ir jų gavybos technologijos. Keramikų 
gamybos technologija ir jų fizikinės savybės.  
Medžiagų storųjų sluoksnių gamybos technologijos.  
Storųjų sluoksnių nusodinimas ant padėklo vakuumuojant. Storųjų sluoksnių formavimas purškiant. 
Storųjų sluoksnių ir padėklų fizikinių savybių sąsajos. Fizikinė adsorbcija ir cheminė sorbcija. 
Cheminės sorbcijos dalelių reakcinė geba. Vienelektronis ryšys. Dvigubas elektroninis ryšys. 
Cheminės sorbcijos ryšių tipai.Adsorbuotos molekulės disocijacija. Storųjų sluoksnių fizikinių 
savybių prieklausos nuo jų cheminės sudėties, sintezės temperatūros ir sintezės laiko. 
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